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【はじめに】透明導電膜の需要は増加の一途をたどっているが、現在、透明導電膜の主流は ITO

（酸化インジウム錫）であり、その主成分であるインジウムがレアメタルであるため、ITO の代

替となる透明電極の開発が急務となっている。我々は、イオン照射を用いた透明基板上へのナノ

構造形成による透過率の制御を利用した透明電極作製に関する基礎的な検討を行っている[1, 2]。

この方法の場合、ナノ構造のサイズ制御が重要であり、サイズが小さいとナノ構造形成の効果が

低く、また可視光波長程度の大きな構造が形成されると、可視光領域での透明性が低下する。前

報では、ガラス基板に金膜を堆積させた後イオン照射を行うことで、ナノ構造形成と導電性付与

を行った[3]。本研究では、イオン照射により比較的大きなナノ構造が形成されることが知られて

いる Nafion膜を用いてナノ構造のサイズ制御を試みた。即ち、金膜が被膜された透明材料表面に

Nafion膜を被膜しナノ構造を形成することで、金属薄膜型透明電極の作製を試みた。 

【実験】透明基板には高分子材料 Arylite を用いた。Arylite 表面に金を堆積させた後、その上に

Nafion 膜をスピンコートにより成膜し、カウフマン型イオン銃による Ar+イオン照射を行い、

Nafionに形成される構造を金被膜 Aryliteに転写する実験を行った。ナノ構造形成後、原子間力顕

微鏡(AFM) による表面のナノ構造観察、紫外可視分光光度計による可視光透過率測定、および四

探針法によるシート抵抗測定を行った。 

【結果】Nafion膜がコートされた金被膜 Arylite基板に Ar+イオン照射した後の典型的な AFM像

を図１に示す。表面にはリップル構造が形成され

ていることが分かる。Nafion膜をコートしない場

合、高さが 10 nm程度のリップル構造しか形成で

きなかったのに比べ、Nafion膜をコートすること

で高さ 100 nm 程度のリップル構造を形成するこ

とが可能になることが確認された。透過率は可視

光領域で約 60%(at 550 nm)、シート抵抗は約 10Ω

/□であった。ちなみに、全面金堆積膜で同等のシ

ート抵抗を実現した場合、可視光透過率は 45%以

下であった。 
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図 1. Nafion膜をコートした金被膜Arylite

にイオン照射を行った試料の AFM像 
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